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着場として働く細孔表面にのみ有
機基を均一に導入することを試み
た。シリカ源として、有機基を含
まないメソポーラスシリカの合成
に使用されるものおよび細孔表面
に存在すると見積もられた量の架
橋型有機シランを混合して用い、
非イオン性界面活性剤と共に加熱
すると、有機基が細孔表面に選択
的に導入されたと考えられる新規
な有機・無機ハイブリッドメソポ
ーラスシリカが合成できたとして
いる。堂免教授らは細孔表面の修
飾に有効な方法になると考えてい
る。さらに、産総研の木村辰雄氏
は、非シリカ系有機・無機ハイブ
リッドメソポーラス物質として有
機基を導入したフォスフォン酸ア
ルミニウムメソポーラス物質の合
成に成功したと発表した。木村氏
は無機成分の多様化につながると
している。
　以上の研究成果は、直接実用化
につながるものではないが、有機・
無機ハイブリッドメソポーラス物
質の可能性を広げるものと考えら
れる。今後の進展が期待される。
製造技術分野
膀 地域産業発展を目指
す、大学と企業との間
の包括的な連携
　国公立大学と地方自治体との連
携は、2002年の地方財政再建促進
特別措置法施行令改正等により促
進される傾向にある（科学技術動
向 2003 年５月号）が、近隣の大
学と企業の連携により地域発展を
期待できる例はまだ少ないのが現
状である。一方、人的交流と設備
の相互利用という点に関しては、
地理な好条件が整わなければ、連
携関係があっても実際の活動は限
定的なものにならざるを得ない。
特に半導体研究分野では、これま
で国内には、研究室単位の小規模
な連携が遠隔の企業との間で見ら
れたのみで、個別の大学と地元企
業との間の包括的連携の例は無か
った。
　2003年 11月 28日、広島大学と
エルピーダメモリ株式会社は、先
端半導体技術と環境保全技術の開
発のため、包括的研究協力を進め
ていくことで合意に達し、覚書を
取り交わした。半導体研究に歴史
をもつ広島大学と、事業統合の結
果として日本で唯一のDRAM専
業メーカーとなったエルピーダメ
モリ株式会社は、広島大学の工学
部キャンパスとエルピーダメモリ
株式会社の国内唯一の生産拠点が
同じ東広島市の５kｍ以内という
至近に位置し、学際的にも地理的
にも産学連携を進める好条件が揃
っている。地域産業の健全な発展
と科学技術振興への貢献を両立さ
せうる新しい産学連携の形として
注目される。特に、半導体研究分
野では、個別の企業と大学との包
括提携は日本で初めてのケースで
ある。
　今回の産学連携では、従来の研
究室単位の個別共同研究とは異な
り、それぞれの強みを活用した技
術・人材・設備などの相互利用を
可能とし、シナジーを生み出すこ
とを目標に掲げている。実施する
研究協力の内容は、①先端的半導
体開発と設計・生産技術の開発に
関する分野、②企業活動における
省エネルギー、省資源、環境対策
及び生産管理技術に関する分野、
③その他両者が目的を達成するた
めに必要と認めた分野、とされて
いる。事前協議では広島大学地域
共同研究センターの全面的な連携
推進支援とコーディネートのもと
に研究テーマと推進策の検討がな
され、活動計画と体制が整った結
果、今回の包括的な研究協力覚書
の調印に至った。今後、長期的な
活動が維持されるかどうか注目さ
れる。
　なお、広島大学はこの他にも、
隣接する広島市や三原市に位置す
る民間企業との間で、紙印刷機械
関連技術や新エネルギーに関する
研究開発における包括的連携も計
画中である。
